Posudek dizertacni prace Electronic structure of bimetallic systems — study of gas molecule
interaction

Dizertacni prace ,Electronic structure of bimetallic systems — study of gas molecule
interaction” autora Igora PiSe se zabyva studiem bimetalického systému Rh-V. Jedna se o
aktudlni téma, kterému se v literatufe pro svoji zajimavost a také potenciondni praktické
vyuZiti vénuje nemala pozornost. Autor se tématem zabyva do znacné Sire, soustredil se jak
na vlastnosti bimetalickych filmd nesenych na y-Al,03, tak i na spiSe modelové priklady
depozice V na povrsich {111} a {110} monokrystal(i Rh a také na folii Rh. Tyto systémy byly
studovany Sirokou Skalou metod fyziky povrchd a jejich vysledky byly vyhodnoceny a
vzajemné porovnany.

Prace ma prehlednou formu, autor v Gvodu shrnuje pfristup ke studiu katalyzatori a zndmé
poznatky z literatury. Ztoho vychdzi obsah prace. Ddle pak popisuje pouzité metody. Na to
navazuji ¢asti, zabyvajici se konkrétnimi systémy.

V ¢asti 4.1 jsou to rUst a vlastnosti bimetalické vrstvy Rh-V nesené na y-Al,0;. Analyza
mérenych dat ukazuje, Ze film Rh-V o tloustce 0.8ML vykazuje odlisné desorpcni vlastnosti
CO neZ vrstva Rh, coZ souvisi s tvorbou slitiny téchto dvou kovu.

1. Dalo by se zhruba kvantifikovat mnozZstvi oxidu vanadia na povrchu? Mohl by tento
oxid ovliviiovat katalytické vlastnosti podobné jako je tomu RuO,?

Také méreni na polykrystalické vrstvé Rh (Cast 4.2) ukazuji na dllezZitost pronikani atomu
V do podpovrchovych pozic.

Modelové systémy V-Rh(111) a V-Rh(110) (¢asti 4.3 — 4.4) poskytuji nejvic moznosti
k detailnimu pochopeni struktury a elektronovych stava.

K témto mérenim mam nékolik dalsich dotazl:

2. Kanalyze struktury V-Rh(111)-(2x2) pomoci XPD bych byl rad, kdyby autor vysvétlil,
jak byly vypocitany chyby strukturnich parametrd. Autor spravné pouzil k vypoctu
teoretickych krivek u XPD mnohonasobného rozptylu. Proc je to dalezité?

3. MdzZe autor vysvétlit rozdil mezi svym vysledkem pro relaxaci povrchu u V-Rh(111)-
(2x2) na zakladé XPD a obr. 1.5, kde je lateralni relaxace atomd opacnym smérem?

4. Z modelu na obrazku 4.41 neni jasna periodicita V atomu ve treti vrstvé ve sméru [1-
10]. MUzZe se autor k tomu vyjadrit?

Pfinosem této Casti jsou detailni nové informace o struktufe a elektronovych stavech téchto
povrch(.



V zavéru autor ukazuje na shodné rysy studovanych systémU a také na nékteré rozdily. Tyto
vysledky povazuji za dalezité. Srovnani modell s redlnymi systémy je nejlepsi cesta k jejich
pochopeni a naslednému praktickému vyuziti.

V predlozené praci se aktudlni problém fesi komplexné pomoci Siroké Skaly metod. Jejich
principy a pouziti autor zvladl. Pfednosti je urcité pfileZitost pouzivat nejmoderné;jsi méfrici
systémy, jako napf. stanice MSB u synchrotronu Elettra v Terstu.

Kombinaci méticich metod byl autor schopen ziskat celou fadu novych poznatkl. O kvalité
prace svédc¢i také to, Ze ¢dast vysledkd uZz byla publikovana v renomovanych odbornych
Casopisech. Volba anglictiny ukazuje, Ze autor je schopen prezentovat své vysledky na
mezinarodnim foru.

PredloZenad prace splfiiuje podminky pro dizertacni praci. Prace prokazuje predpoklady autora
k samostatné tvofrivé praci.

Po uspokojivém zodpovézeni otdzek v tomto posudku doporucuji udélit panu Igoru PiSovi
titul PhD
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